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(57)【要約】
【課題】簡単かつ費用対効果の高い方法で上記問題を解
決することができる、付加製造によってコンポーネント
を作るための粉体ディスペンサーを提供する。
【解決手段】粉体ディスペンサー（１４）は垂直チャネ
ル（５５）を備えるが、これは、上端において粉体を収
容するためのタンクと連通するよう構成されかつ開口（
２６）において低位置で終端しており、この開口（２６
）は水平方向に沿って長尺でありかつ粉体を落下させる
ためのアウトレット部分（５１）を備える。ディスペン
サーはさらに、その水平軸線（３６）に沿った開口（２
６）の全長に対するアウトレット部分（５１）の長さを
変化させるためのシャッターデバイス（５０）を有する
。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加製造によってコンポーネントを作るための粉体ディスペンサー（１４）であって、
前記ディスペンサーは、
　下側開口（２６）であって、前記粉体を落下させるためのアウトレット部分（５１）を
備えると共に、水平軸線（３６）に沿って測定される第１のサイズによって、かつ、第２
のサイズよりも小さくかつ前記水平軸線（３６）と直交する垂直方向（Ｗ）に沿って測定
された第２のサイズによって規定される下側開口（２６）と、
　垂直チャネル（５５）であって、前記アウトレット部分（５１）において低位置で終端
すると共に、上端において、前記粉体を収容するためのタンクと連通するよう構成された
垂直チャネル（５５）と、を備え、
　前記水平軸線（３６）に沿った前記下側開口（２６）の全長に対して前記アウトレット
部分（５１）の長さを変化させるためのシャッターデバイス（５０）を備えることを特徴
とする粉体ディスペンサー（１４）。
【請求項２】
　前記シャッター手段（５０）は、少なくとも第１の要素であって、前記水平軸線（３６
）に沿った前記アウトレット部分（５１）のエンドポイント（５６）の位置を変化させる
ために可動である少なくとも第１の要素と、前記第１の要素を動作させるように制御され
るアクチュエータ手段（５７）と、を具備することを特徴とする請求項１に記載のディス
ペンサー。
【請求項３】
　前記第１の要素は、前記水平軸線（３６）と平行なスライド軸線（４７）に沿ってスラ
イドすることを特徴とする請求項２に記載のディスペンサー。
【請求項４】
　前記垂直チャネル（５５）は、前面（７０）と、後面（７０）と、前記スライド軸線（
４７）に沿って互いに向き合う二つの側面（５４）と、によって形成され、前記第１の要
素は前記側面（５４）の一方によって形成されることを特徴とする請求項３に記載のディ
スペンサー。
【請求項５】
　前記スライド軸線（４７）に沿って延在するガイドシート（４８）を備え、前記第１の
要素は、前記ガイドシート（４８）内で軸方向にスライドするように、かつ、前記ガイド
シート（４８）の軸方向端部から前記垂直チャネル（５５）を実質的に密閉状態で分離さ
せるように結合されたプレート（６０）を備えることを特徴とする請求項４に記載のディ
スペンサー。
【請求項６】
　前記垂直チャネル（５５）の上側端部と連通するタンク（２５）と、
　少なくとも金属壁（６５）であって、この金属壁（６５）は、タンク（２５）の側方端
部に対して前記プレート（６０）の上側端部を接合し、かつ、前記プレート（６０）の軸
方向の動作に適応するように弾性変形可能である金属壁（６５）と、
を備えることを特徴とする請求項５に記載のディスペンサー。
【請求項７】
　前記シャッター手段（５０）はさらに第２の要素を備え、前記第１および第２の要素は
、前記水平軸線（３６）に沿って前記アウトレット部分（５１）の前記エンドポイント（
５６）の位置をそれぞれ変化させるように動作可能であることを特徴とする請求項２ない
し請求項６のいずれか１項に記載のディスペンサー。
【請求項８】
　前記第１の要素は、前記下側開口（２６）の対応する端部（５２）を開放／閉鎖するよ
うに動作可能である閉鎖要素によって形成されることを特徴とする請求項２に記載のディ
スペンサー。
【請求項９】
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　水平方向（Ｗ）に関して前記下側開口（２６）の下流側に配置されたレベリング要素（
３０）と、
　二つのエネルギービームエミッタであって、前記水平方向（Ｗ）に関して前記レベリン
グ要素（３０）の下流側に配置され、下方を向いており、前記水平軸線（３６）と平行な
方向に沿って互いに整列させられ、前記アウトレット部分（５１）のために設定された長
さに従って前記方向に沿って動作可能である、二つのエネルギービームエミッタと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載のディス
ペンサー。
【請求項１０】
　水平方向（Ｗ）に関して前記下側開口（２６）の下流側に配置されたレベリング要素（
３０）と、
　前記水平方向（Ｗ）に関して前記レベリング要素（３０）の下流側に配置され、かつ、
付加製造プロセスの間に形成された二つのバリア（４０）に関して前記ディスペンサー（
１４）の位置をセンタリングするよう設計されたセンタリング手段（４２）であって、こ
のセンタリング手段（４２）は前記アウトレット部分（５１）のために設定された長さに
従って前記水平軸線（３６）に対して平行な方向に動作可能であるセンタリング手段（４
２）と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載のディス
ペンサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、付加製造（additive manufacturing）によってコンポーネントを作るための
粉体ディスペンサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　よく知られているように、付加製造技術はサイクルの繰り返しを含み、その間に、作ら
れるコンポーネントの連続した水平断面が形成される。特に、各サイクルの開始時、粉体
の層が、水平に並進移動することができるディスペンサーを用いて堆積させられる。粉体
のこの層は実質的に一定の厚さみ有し、そして粉体は、作られるコンポーネントと同じ組
成を有する。粉体の層が堆積させられた後、その特定の領域は、集束エネルギービーム、
通常はレーザービームまたは電子ビームの走査によって溶融させられる。粉体が溶融させ
られるこれらの領域では、連続的な固体構造体が形成されるが、これはコンポーネントの
対応する水平断面を形成する。これらの領域は、作られるコンポーネントのジオメトリー
および寸法を表す数学的モデルに従って制御ユニットによって選択される。
【０００３】
　いったん全てのサイクルが終了すると、形成されたコンポーネントの周囲に残る粉体が
除去される。
【０００４】
　上記プロセスでは、粉体はプラットフォームタイプのサポート上に堆積させられるが、
これは、堆積させられた粉体の層の厚みを等しくする量だけ、溶融ステップが終了した後
、各サイクルにおいて降下させられる。このようにして、既に形成されたコンポーネント
の部分は、次のサイクルの堆積ステップに移行するように、同様に降下させられる。
【０００５】
　最初のサイクルで堆積させられた粉体はプラットフォーム全体を覆い、したがって、こ
れは、異なるサイクルで堆積させられる粉体の全ボリュームのベースを形成する。だが、
このプロセスによって得られた最終コンポーネントは、当該ボリュームの極めて僅かな部
分、例えば１０％を占めるだけであり、したがって作られる各コンポーネントのために大
量の粉体が必要である。
【０００６】
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　たとえ残留粉体が回収されても、上述したタイプの既知の解決策はほとんど満足できる
ものではない。なぜなら、必要とされる大量の粉体によって、その貯蔵のために大型コン
テナを使用しなければならなくなり、そして処理中に実施される堆積ステップのために相
対的に長い時間が費やされるからである。
【０００７】
　特許文献１は付加製造方法に関し、この間に、粉体が封入されたままの密閉作業スペー
スを形成するために、少なくとも一つのバリアまたは閉じ込め壁が形成される。これらの
バリアは、ディスペンサーが粉体を堆積させるや否や機械の同じレーザービームによって
粉体のストリップを溶融させることによって、ちょうど形成されているコンポーネントの
ように、漸進的に、一層ずつ形成される。
【０００８】
　だが、この解決策もまた完全に満足できるものではない。
【０００９】
　実際のところ、既知のディスペンサーは、固定されたサイズの水平スリットを経て粉体
を落下させ、このサイズは特定の用途に依存している。固定されたサイズを持つスロット
では、オペレータが作業スペースに従って粉体の分配を調整することは不可能である。実
際、特許文献１は基本的に可変の長さを有する作業スペースを示しており、したがって、
特にディスペンサーが小さな長さを有する作業スペースの領域内に配置される場合、スリ
ットの両端からの粉体の一部は作業スペースの外に落下する。
【００１０】
　したがって、この場合でさえ、堆積粉体の一部は、実際、処理を行うために不要である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／２８６００７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、簡単かつ費用対効果の高い方法で上記問題を解決することができる、
付加製造によってコンポーネントを作るための粉体ディスペンサーを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、請求項１において規定されるように、付加製造によってコンポーネン
トを作るための粉体ディスペンサーが提供される。
【００１４】
　本発明は、図面を参照した、好ましい実施形態の以下の詳細な説明から最もよく理解さ
れるが、これは実施例として提示されたものであり、限定ではない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る付加製造によってコンポーネントを作るための粉体ディスペンサー
の好適な実施形態の斜視図である。
【図２】図１の粉体ディスペンサーを用いて実施される付加製造プロセスの各ステップを
示す断面図である。
【図３】図１の粉体ディスペンサーを用いて実施される付加製造プロセスの各ステップを
示す断面図である。
【図４】図１の粉体ディスペンサーを用いて実施される付加製造プロセスの各ステップを
示す断面図である。
【図５】図１の粉体ディスペンサーを用いて実施される付加製造プロセスの各ステップを
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示す断面図である。
【図６】図１のVI-VI線で示される垂直横断面による拡大概略断面図である。
【図７】図６のVII-VII線による拡大概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１ないし図５において、参照数字１は、全体として、付加製造技術、すなわち「レイ
ヤー・バイ・レイヤー（layer by layer）」タイプの製造技術によって、粉体、特に金属
粉体から出発してコンポーネントを作るための（部分的にかつ大まかに示される）機械を
指し示している。このレイヤー・バイ・レイヤー製造技術は公知であり、かつ、さまざま
な頭字語、例えば、「ダイレクトレーザーフォーミング（Direct laser Forming）」（Ｄ
ＬＦ）、「ダイレクト金属レーザー焼結（Direct Metal Leaser Sintering）」（ＤＭＬ
Ｓ）、「選択的レーザー溶融（Selective Laser Melting）」（ＳＬＭ）あるいは「電子
ビーム溶融（Electron Beam Melting）」（ＥＢＭ）といった頭字語を用いて印刷物にお
いて言及されている。
【００１７】
　粉体の組成は、形成されるべきコンポーネントのそれと同じである。特に、航空分野に
おいては、通常、チタン合金またはチタン‐アルミニウム合金、例えば略語Ｔｉ６‐４ま
たはＴｉ‐６ＡＬ‐４Ｖ（６％のアルミニウムと４％のバナジウムを有する）で知られる
合金が使用される。チタン合金に関する限り、粉体の溶融を実現するために必要な温度は
、使用される特定の合金に依存し、１８０°Ｃにまで達し得る。
【００１８】
　機械１は作動チャンバー１２（図１）を備えるが、これは、そこに粉体の第１の層が堆
積させられる、一般に「スターティングプラットフォーム」として知られるベースプレー
トまたはプラットフォーム１３を有する。
【００１９】
　ベースプレート１３は、制御ユニット１６の指令に応答して垂直方向（矢印Ｖ）に沿っ
て下向きに漸進的に平行移動することができるように、ここでは示されていない方法で操
作される。明らかに、ベースプレート１３は、粉体を溶融するのに必要な高温に耐えるこ
とができる材料から形成される必要がある。
【００２０】
　機械１はさらに、互いに重なり合う連続層に従って粉体を堆積させるための、以下で詳
細に説明するディスペンサー１４を備える（そのうちの二つは図３および図５において参
照数字２２および２３でそれぞれ示されている）。
【００２１】
　機械１はさらに、粉体の所定領域の溶融または焼結を実現するために、下向きのエネル
ギービーム、例えば集束電子ビームまたは集束レーザー光ビームを放出するためのエミッ
タまたはガン１５を備える。換言すれば、エミッタ１５は、実際に形成されかつ凝固させ
られる必要があるこれらの領域において、粉体の各層を局所的に溶融させるように、制御
ユニット１６によって作動させられかつ制御される。
【００２２】
　一般に、レーザーは４０μｍまでの厚みを有する粉体の層のために使用されるのに対し
て、電子ビームは１８０μｍまでの厚みのために使用される。
【００２３】
　エミッタ１５およびベースプレート１３は、好ましくは、粉体の各層の表面においてエ
ネルギービームの走査（図４）を実施するように、互いに対して動作可能である。この相
対動作の代替例として、あるいはそれと組み合わせて、所望の領域にエネルギービームを
偏向させるように、モーター駆動偏向器のシステムを設けることができる。
【００２４】
　さらに、機械１は、例えば溶融させられた材料を酸化から保護するために、チャンバー
１２内に真空を生成するためのシステム（図示せず）および／または溶融領域に向かって
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チャンバー１２内に不活性ガス（例えばアルゴンまたはヘリウム）のジェットを注入する
ためのシステム（図示せず）を備えることができる。
【００２５】
　溶融されるべき領域の選択は、予め生成されたかつ形成されるべきコンポーネントにと
って望ましい形状および寸法に対応した三次元数学的モデルに基づく。例えば三次元モデ
ルは、コンピュータ支援設計（ＣＡＤ）ソフトウェアを用いて生成し、そして「ファイル
」の形式で制御ユニット１６に転送することができる。三次元モデルは、制御ユニット１
６に格納され、そして、それぞれが作られるコンポーネントの相対的水平断面と関連付け
られた、重なり合う水平レベルへと分割される。上述したように、各水平断面は、堆積さ
せられたばかりの粉体の層の対応する領域を局所的に溶融させることによって形成される
。
【００２６】
　図２は、特に環状形状を有するコンポーネントを製造するためのプロセスの中間的瞬間
においてサイクルの始まりを大まかに示している。図２の瞬間においては、一連の先行サ
イクルによって、コンポーネントの下部１７ならびに一連の脚１８は既に形成されている
と仮定する。脚１８は、同様に上記の三次元モデルにおいて規定され、そしてプロセスの
間、プレート１３に対してコンポーネントが固定された状態を維持すると同時に部分１７
をプレート１３から離間させるためにチャンバー１２内に形成される。製造プロセスが終
了すると脚１８は除去される。
【００２７】
　依然として形成されるべき上部１９は、図２および図４において破線で示されている。
既に形成された部分１７，１８は、予め一層ずつ堆積させられたが溶融させられなかった
一塊の残留粉体２０によって取り囲まれる。
【００２８】
　好ましくは、粉体は、２０から１５０μｍの範囲の粒径を有する。粒径の選択は、（よ
り大きい粒径を有する粉体を必要とするであろう）高い生産速度を有し、作られるコンポ
ーネントの構造における良好な寸法精度および良好な均一性を有し、成形プロセスの終了
時に残留粉体２０からコンポーネントの生じ得るキャビティおよび／または孔を容易に空
にできる、さまざまな必要性の間での妥協である。特に、ガスアトマイゼーションプロセ
ス、すなわち実質的に球形状を有する粒子を形成できるプロセスによって得られた粉体が
使用される。
【００２９】
　部分１７および周囲の残留粉体２０は、上端において、サイクルの開始時に、ベースプ
レート１３の高さを調整することにより、ディスペンサー１４の高さ位置に対して固定さ
れた基準高さ（線Ｑ）で配置される表面２１を画定する。
【００３０】
　ベースプレート１３が配置された後、表面２１上を水平移動するように、ディスペンサ
ー１４はアクチュエータアセンブリ２４（図１に大まかに示される）によって動作させら
れる。特に、アセンブリ２４は、それが、水平面上の任意の軌跡を伴ってディスペンサー
１４を動作させることを、そして垂直軸線の周りにディスペンサー１４を回転させること
を可能とする特徴を有する。このようにして、形成されるコンポーネントが、その平面視
において細長いかまたは環状の形状を有する場合、ユニット１６は、ディスペンサー１４
の軌跡がこの形状を追従するようにアセンブリ２４を制御することができる。
【００３１】
　ディスペンサー１４にはメインタンク（図示せず）からの粉体が供給され、そして図３
から分かるように、その移動中に表面２１上に粉体２２の層を計量分配するように、それ
は制御される。ディスペンサー１４は、好ましくは、二次タンク２５を備えるが、これは
、メインタンクからの粉体を受け取り、バッファとして機能し、そして１サイクルに必要
な粉体を測定するために使用される。
【００３２】
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　図７を参照すると、ディスペンサー１４はスリット２６を有する下側壁２７を備え、そ
れを通って粉体が落下する。スリット２６は、水平軸線３６（図６）に沿って長尺であり
、すなわちそれは、軸線３６と直交する水平方向に沿ってスリット２６のサイズよりも大
きな軸方向長さを有する。スリット２６は垂直軸線を中心としてアセンブリ２４によって
配向され、したがって軸線３６は、常に、軌道に対して、そしてディスペンサー１４の進
行方向Ｗに対して実質的に直交する。
【００３３】
　ディスペンサー１４はさらに、少なくとも一つのレベリング要素３０、例えばドクター
ブレードを備え、これは、スリット２６に対して平行であり、かつ、ディスペンサー１４
上のアセンブリ２４によって課される進行方向Ｗに関してスリット２６の下流に配置され
る。レベリング要素３０は、落下したばかりの粉体上を通過し、そして粉体の層を平らに
するように、下側壁２７に対して下方に突出する。そうすることによって、粉粒の層は実
質的に均一な厚みを得る（これは分かりやすくするために図では意図的に誇張されている
）。
【００３４】
　ここには示されていない代替例によれば、レベリング要素３０はディスペンサー１４と
は別体であり、かつ、進行方向に沿ってディスペンサー１４に追従するように独立様式で
作動させられる。だが、この代替例は好ましいものではない。なぜなら、それはシステム
をより複雑かつ緩慢にする傾向があるからである。
【００３５】
　好ましくは、ディスペンサー１４はさらに二つのエミッタ３４を備えるが、これは下方
を向いており、かつ、それぞれのエネルギービーム、例えばレーザー光ビームを放出する
ように設計される。特に、レーザー光は、各光ファイバー３５によってエミッタ３４へと
伝達される。
【００３６】
　エミッタ３４は、進行方向Ｗに関して、レベリング要素３０の下流側に配置されており
、かつ、スリット２６の軸線３６に対してかつレベリング要素３０に対して平行な方向に
沿って互いに整列させられかつ離間させられている。軸線３６と平行な方向における二つ
のエミッタ３４間の距離は、以下で明らかとなるように、形成されるコンポーネントの幅
よりも大きく、しかも調整可能である。
【００３７】
　表面２１上でのディスペンサー１４の移動中、エミッタ３４は、ディスペンサー１４の
本体に対して、そしてレベリング要素３０に対して固定可能であり、あるいは振動運動を
行い、そして粉体２２の層の側縁に沿ってエネルギービームの走査を実現するように、本
明細書には示されていない方法で動作させることができる。
【００３８】
　図３および図５に示すように、レベリング要素３０が粉体２２の層を形成するために通
過するや否や、エミッタ３４が、上記側縁に沿って、すなわち形成されているコンポーネ
ントの反対側において、粉体の溶融あるいは焼結を実現するために使用される。二つのエ
ネルギービームの溶融粉体は、凝固させることにより、コンパクトな材料３８の二つのス
トリップを形成するが、これは、ディスペンサー１４の前進軌道に対して実質的に平行で
ある。図示の実施例では、二つのストリップ３８は、粉体２２の層の内側において、そし
て外側において、それぞれ、各リングを形成する。
【００３９】
　レベリング要素３０に対してエミッタ３４が近接していることによって、粉体が堆積さ
せられた直後に、ストリップ３８を凝固させることができる。本明細書には示されていな
い代替解決策では、ストリップ３８を形成するために、エミッタ３４を設ける代わりに、
エミッタ１５のエネルギービームを使用することも可能である。この代替解決策では、エ
ミッタ１５は、レベリング要素３０の動きに追従し、粉体が平らにされるや否やそれを溶
融させ、そしてレベリング要素３０がエミッタ１５と溶融させられる粉体との間に入るの
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を防止することができるように、好ましくは可動である。
【００４０】
　凝固中、二つのストリップ３８は、前のサイクルで作られた、それらの下に配置された
ものに接合される。凝固材料のストリップ３８の漸進的な重ね合せは、毎サイクル、二つ
のバリアまたは閉じ込め壁４０を形成するが（図１および図６）、これは部分１７の反対
側に配置され、ベースプレート１３から上方に延在する。すなわち、二つのバリア４０は
、形成されているコンポーネントおよび残留粉体２０を収容する作業スペースの境界を画
定する。作業スペースの容積は、明らかに、チャンバー１２のものよりも小さく、したが
って、この解決策は、閉じ込め壁が設けられない従来技術と比較して粉体に関する明らか
な節約をもたらす。
【００４１】
　図６および図７を参照すると、ディスペンサー１４は、有利なことにはさらに、垂直回
転軸線を有する二つのローラー４２を備える。これらの図は大まかなものであり、したが
ってローラー４２に関してそこに示されているサイズおよび比率は実体と対応しないこと
がある。特に、ローラー４２は、図示されるものよりも小さい直径を有する単純なピンに
よって形成されてもよい。
【００４２】
　ローラー４２は、レベリング要素３０に対して下方に突出し、アイドラー様式６２でそ
れぞれの垂直回転軸周りを回転し、そして軸線３６に対して平行な方向において関連する
エミッタ３４の側方にそれぞれ配置される。この方向に沿って、ローラー４２は、エミッ
タ３４に比べてより外側にありかつローラー４２がバリア４０の外面に対して実質的に接
線をなす位置に配置される。このようにして、ディスペンサー１４が前方に動くとき、ロ
ーラー４２はバリア４０上を転がり、そして、粉体の各層のストリップ３８が、その下に
配置されかつ先行するサイクルにおいて形成されたものと正確に重なり合うように適切な
センタリング機能を発揮する。
【００４３】
　二つのローラー４２のそれぞれは各エミッタ３４に対して固定位置に配置され、そして
それと共に可動装置３７を形成するが、これは、レベリング要素３０およびディスペンサ
ー１４の本体に対して軸線３６と平行にスライドできる。本明細書には示されていない変
形例によれば、二つの装置の一方のみが軸方向に動作可能であり、他方のものはレベリン
グ要素３０に対して軸方向に固定され、かつ、ディスペンサー１４の端部に配置される。
【００４４】
　依然として図６および図７を参照すると、ディスペンサー１４は、好ましくは、スリッ
ト２６を経て落下させられる粉体の量を変更するために調整デバイス４４を備える。特に
、図示の実施例では、調整デバイス４４は、モーター４５（概略的に示される）と、ブレ
ードローター４６とを有するブレード供給デバイスによって形成されるが、ブレードロー
ター４６は、スリット２６の軸線３６に対して平行な軸線４７に沿って延び、ディスペン
サー１４の本体のシート４８内に収納され、そして軸線４７を回転（６２）させるために
アクチュエータ４５によって作動させられる。回転速度は可変であり、この変更は、供給
される粉体の量の調節を可能にする。同時に、ローター４６は、粉体がスリット２６に向
かって下方に移動するのを助ける。
【００４５】
　本明細書に示されていない有利な変形例によると、ディスペンサー１４はローターを有
しておらず、したがって粉体は、単に重力によって、スリット２６に向って下方に移動す
る。この場合、調整デバイス４４は、進行方向Ｗに沿ったスリット２６の幅を変化させる
ためのかつ／またはスリット２６の開口時間を変化させるための一つ以上の弁によってま
たはシャッタシステムによって形成することができる。。
【００４６】
　本明細書に示されていない、さらなる変形例によれば、スリット２６は、不連続な開口
、特に一連の孔をから構成される。レベリング要素の通過によって、一定の高さの粉体２
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２の層を形成するように、表面２１上に、各孔によって堆積させられたある量の粉体が水
平になる。
【００４７】
　本発明によれば、図６に示すように、ディスペンサー１４はシャッターデバイス５０を
備えるが、これは、粉体を専らスリット２６の部分５１を経て落下させるように、そして
部分５１の長さを変化させるように設計される。言い換えれば、部分５１は粉体のための
実際のアウトレットを形成する。スリット２６の残りの部分は参照数字５２によって示さ
れており、粉体とは交差せず、スリット２６の二つの対向する端部によって形成される。
【００４８】
　図示される好ましい実施形態によれば、デバイス５０は、二つの表面５４を備えるが、
これは軸線４７と交差し、垂直チャネル５５の側面を形成するように互いに向き合い、そ
して部分５１のエンドポイント５６までタンク２５の側方端部から粉体を案内するような
形状とされている。表面５４の少なくとも一方は、対応するエンドポイント５６の位置を
調整するために軸線４７に沿って移動可能である。このようにして、表面５４間の距離は
、したがって部分５１の長さは変更される。
【００４９】
　特に、両方の表面５４はディスペンサー１４の本体に対して移動可能である。互いに表
面５４を移動させるために、デバイス５０はアクチュエータアセンブリ５７を備えており
、これは、ユニット１６によって制御され、そして特に、独立して表面５４を移動させる
よう構成された二つのアクチュエータによって形成される。本明細書には示されていない
代替的解決策によれば、アセンブリ５７は、単一のアクチュエータおよびトランスミッシ
ョン、例えばねじトランスミッションを備える。
【００５０】
　ディスペンサー１４がエミッタ３４および／またはローラー４２を備える場合、各装置
３７の位置は、隣接する表面５４の一つに対して固定される。すなわち、軸線４７に沿っ
た各表面５４の動きは、ローラー４２を、進行方向Ｗに対して平行な方向に、対応する表
面５４と整列した状態で常に維持するために、各装置３７の同様な並進移動に対応する必
要がある。
【００５１】
　その結果、軸線３６に対して平行な方向おけるに装置３７の位置の調整は、図７に破線
で大まかに示すシステムによって軸線４７に沿った表面５４の位置の調整と同期させられ
る。このシステムは、例えば、適切な機械的トランスミッションによって、またはさらな
るアクチュエータ手段および制御ユニット（これはアクチュエータ手段をそれがアセンブ
リ５７と同期させられるように制御する）からなるアセンブリによって形成される。
【００５２】
　図６および図７から分かるように、特に、デバイス５０は二つのプレート６０を備える
が、これは、表面５４の一部を形成し、シート４８の内面によって軸方向に案内され、そ
してアセンブリ５７によって作動させられる。プレート６０は粉体が漏れ出すのを防止す
るためにシート４８の軸方向端部からチャネル５５を分離し、軸線４７に関して角度的に
固定され（６２）、そしてそれぞれの軸方向孔６１（これは軸方向に回転可能にローター
４６と係合させられる）を有する。ローター４６と孔６１の円形縁部との間のスペースは
、それぞれのセクター６３によって完全に占有されるが、これは、表面５４を形成するの
を助けると共に、軸方向に固定された位置でかつ角度的に回転可能にプレート６０に対し
て結合される。同時に、セクター６３は軸方向にスライドするようにローター４７に対し
て結合され、かつ、ローター４６によって軸線４７を回転させる（６２）。
【００５３】
　図６を参照すると、表面５４の残部は金属壁６５によって形成されるが、これはプレー
ト６０の上側端部をタンク２５の側方端部に接合し、かつ、プレート６０の軸方向位置を
調整するように弾性変形可能である。好ましくは、壁６５はフレキシブルであり、かつ、
タンク２５の側方に配置された各垂直ガイド６７と係合するそれぞれの上側部分６６と、
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壁６５の屈曲によって部分６６に対して接続されかつプレート６０に対して固定されるそ
れぞれの下側部分６８とを備える。部分６８の長さおよび傾きと、壁６５に沿った屈曲の
位置は、プレート６０の軸方向位置に応じて変化する。
【００５４】
　図７から分かるように、前側および後側において（すなわち、進行方向Ｗに沿って）チ
ャネル５５は、概して参照数字７０によって示された固定面または壁によって境界が画定
されている。
【００５５】
　得られることになるコンポーネントの成形に関する限り、図４を参照し、既に述べたよ
うに、各サイクルのために、したがって粉体の各層のために、格納された３次元モデルに
基づいて制御ユニット１６によって選択された局所領域において溶融がエミッタ１５によ
って実施される。これらの領域は、常に、ストリップ３８を含む二つのバリア４０間に形
成された作業スペース内に配置される。
【００５６】
　ストリップ３８に関して既に述べたように、局所的に溶融された粉体は凝固し、そして
続いて、得られることになるコンポーネントの新しい水平断面を形成する。同時に、この
水平断面は、その下に配置された部分１７に対して接合される。いま形成されたばかりの
水平断面は、ディスペンサー１４によって堆積させられた粉体２２の層の厚みに実質的に
依存する厚みを有する。
【００５７】
　図５に示すように、溶融ステップの後、プレート１３は、残留粉体２０の上面を固定さ
れた基準高さ（線Ｑ）へと戻すために、いま形成されたばかりの断面の厚みに実質的に対
応する所定の高さだけ降下させられる（矢印Ｖ）。
【００５８】
　この時点で、ディスペンサー１４は、（参照数字２３で示される）粉体の新しい層を堆
積させ、そして新しいサイクルを開始するために再び始動できる。明らかに、サイクルは
、制御ユニット１６に格納された三次元モデルが完成するまで、すなわち欠落部分１９の
慣性まで繰り返される。
【００５９】
　成形ステップの最後に、コンポーネントは、ベースプレート１３から取り外される前に
、好ましくはチャンバー１２内に導入される不活性ガス（例えばアルゴン又はヘリウム）
の流れにより冷却される。必要ならば、コンポーネントの生じ得るキャビティ内に残って
いる可能性がある粉体を除去し、かつ／またはサポート１８の生じ得るトラックを除去す
るために、その他の処理ステップが実施されてもよい。
【００６０】
　上記から、本明細書に記載されたディスペンサー１４の利点は明らかである。まず、本
デバイスは、スリット２６を部分的に閉鎖することを可能とし、これによって、その中で
コンポーネントが形成される実際の作業スペースを画定するバリア４０とストリップ３８
との間の実際の距離に依存して、成形プロセスの各サイクル中、粉体の消費を低減するよ
うに、部分５１に向う粉体のアウトレットを制限する。
【００６１】
　言い換えれば、デバイス５０は、貯蔵されかつ堆積させられる粉体の量を可能な限り最
小限に抑えるために、デバイス１４が異なる幅を有するコンポーネントの製造に適応する
ことを可能にする。
【００６２】
　同時に、デバイス５０の特定の構成は、粉体がタンク２５から部分５１まで輸送される
ことを可能とし、部分５１のエンドポイント５６の位置に応じてチャネル５５の流路断面
を減少させる。同時に、移動可能であるにも関わらず、表面５４はチャネル５５からの粉
体の漏れを実質的に防止する。
【００６３】
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　エミッタ３４は、レベリング要素３０の通過直後にストリップ３８が形成されることを
可能とし、したがってエミッタ１５は、作られるコンポーネントの形成に専念できる。
【００６４】
　さらに、ローラー４２は、部分５１を二つのバリア４０間に形成される作業スペースと
正確に整列させるために、ディスペンサー１４の経路がガイドされることを可能にする。
【００６５】
　最後に、図面を参照して説明したディスペンサー１４は、特許請求の範囲に記載された
本発明の保護の範囲をこの理由のために超えることなく、変更および改変が可能であるこ
とは明らかである。
【００６６】
　特に、デバイス１４の内部にローターが設けられない（ここでは図示しない）単純化さ
れた解決策によると、デバイス５０は、チャネル５５の形状および／または寸法を変更す
ることなく、例えば適切なバルブによってかつ／または水平閉鎖デバイスによって、スリ
ット２６の端部５２の漸進的な開放／閉鎖を簡単に可能とすることができる。換言すれば
、部分５１の長さを制限し、したがって粉体を節約するために、得たいバリア４０間の距
離と実質的に等しい長さを伴って部分５１を開放状態のままとするために、スリット２６
の端部の少なくとも一方を単に塞ぐことができる。
【００６７】
　さらに、部分５１のエンドポイント５６の位置の調整は、二つのバリア４０間の距離が
デバイス１４の軌跡に沿って可変である場合、プロセスのサイクルの間に行うことができ
る。あるいは、それは、上方に移動しながら二つのバリア４０間の距離を漸進的に狭くす
るように、プロセスの一つのサイクルとそれに続くものとの間に行うことができる。
【００６８】
　最後に、ローラー４２は、さまざまなセンタリングシステムによって、例えば、既に形
成されたバリアの基礎となる部分の位置を検出するための一つ以上の非接触センサーおよ
び当該センサーによって提供される信号に応じて進行方向Ｗと直交する方向におけるディ
スペンサー１４の位置を調整するための自動化された制御装置を備えるシステムによって
置き換えることができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　機械
　１２　作動チャンバー
　１３　ベースプレート（プラットフォーム）
　１４　粉体ディスペンサー
　１５　エミッタ（ガン）
　１６　制御ユニット
　１８　脚
　１９　欠落部分
　２０　残留粉体
　２１　表面
　２２　粉体
　２４　アクチュエータアセンブリ
　２５　二次タンク
　２６　スリット
　２７　下側壁
　３０　レベリング要素
　３４　エミッタ
　３５　光ファイバー
　３６　水平軸線
　３７　可動装置
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　３８　ストリップ
　４０　バリア
　４２　センタリング手段
　４４　調整デバイス
　４５　アクチュエータ（モーター）
　４６　ブレードローター
　４７　スライド軸線
　４８　ガイドシート
　５０　シャッターデバイス
　５１　アウトレット部分
　５２　端部
　５４　表面
　５５　垂直チャネル
　５６　エンドポイント
　５７　アクチュエータアセンブリ
　６０　プレート
　６１　軸方向孔
　６３　セクター
　６５　金属壁
　６６　上側部分
　６７　垂直ガイド
　６８　下側部分
　７０　固定面

【図１】 【図２】



(13) JP 2016-108662 A 2016.6.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 2016-108662 A 2016.6.20

【図７】



(15) JP 2016-108662 A 2016.6.20

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 4K018 AA06  BA03  BB04  CA44  EA51  EA60 



(16) JP 2016-108662 A 2016.6.20

【外国語明細書】
2016108662000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

